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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成22年8月19日(2010.8.19)

【公表番号】特表2009-544146(P2009-544146A)
【公表日】平成21年12月10日(2009.12.10)
【年通号数】公開・登録公報2009-049
【出願番号】特願2009-518757(P2009-518757)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  19/00     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   5/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/30    ５１５Ｄ
   Ｇ０２Ｂ  19/00    　　　　
   Ｇ０２Ｂ   5/04    　　　Ｆ
   Ｇ０２Ｂ   5/04    　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成22年6月24日(2010.6.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マイクロリソグラフィ投影露光装置（１０）の照明システム（１２）であって、
　ａ）光ビームの断面の少なくとも一部にわたって、光が、
　－異なる偏光状態を有し、かつ
　－少なくとも部分的に空間コヒーレントである、
　光ビームを発生させるための第１の光学的配置（２６、３２；１３２）と、
　ｂ）瞳平面（４２）と、
　を有し、かつ
　ｃ）－前記第１の光学的配置（２６、３２；１３２）と前記瞳平面（４２）の間に配置
され、かつ
　－前記瞳平面（４２）内の少なくとも２つの異なる位置（ＰX、Ｐ-X、ＰY、Ｐ-Y）上に
前記光ビームを分割し、一方、前記第１の光学的配置によって発生された前記異なる偏光
状態を重ね合わせて、該少なくとも２つの位置（ＰX、Ｐ-X、ＰY、Ｐ-Y）で異なっている
瞳偏光状態を形成する、
　第２の光学的配置（３６、３８）、
　を有することを特徴とする照明システム。
【請求項２】
　前記第１の光学的配置（２６、３２；１３２）によって発生された前記光ビームの前記
偏光状態は、該光ビームの前記断面の少なくとも前記一部にわたって少なくとも１つの方
向（Ｘ）に沿って連続的及び周期的に変化することを特徴とする請求項１に記載の照明シ
ステム。
【請求項３】
　前記第１の配置は、
　ａ）直線偏光されて少なくとも部分的に空間コヒーレントである投影光を発生させるた
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めの光源（２６）、及び
　ｂ）通過する光ビームの前記偏光状態を１つの方向（Ｘ）に沿って周期的に修正する複
屈折プリズム（３２；１３２）、
　を含む、
　ことを特徴とする請求項２に記載の照明システム。
【請求項４】
　前記プリズム（３２）は、楔形であり、通過する光ビームの前記偏光状態は、前記方向
（Ｘ）に沿って連続的に変化することを特徴とする請求項３に記載の照明システム。
【請求項５】
　前記プリズム（１３２）は、段付きの厚みプロフィールを有し、通過する光ビームの前
記偏光状態は、前記方向（Ｘ）に沿って非連続的に変化することを特徴とする請求項３に
記載の照明システム。
【請求項６】
　前記プリズム（３２；１３２）は、前記直線偏光投影光の偏光方向と４５°の角度を成
す光学複屈折軸を有することを特徴とする請求項３から請求項５のいずれか１項に記載の
照明システム。
【請求項７】
　前記第２の配置（３８）は、局所的に変化する回折特性を有する回折光学要素（３６）
を含むことを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の照明システム。
【請求項８】
　前記回折光学要素（３６）は、互いに平行に配置されて異なる回折特性を有する少なく
とも２つのストリップ（６２Ｘ、６２Ｙ）を含むことを特徴とする請求項７に記載の照明
システム。
【請求項９】
　前記ストリップ（６２Ｘ、６２Ｙ）の前記回折特性は、周期的に変化することを特徴と
する請求項８に記載の照明システム。
【請求項１０】
　前記ストリップ（６２Ｘ、６２Ｙ）は、照明システム（１２）の光軸（ＯＡ）に対して
直角に延び、かつ前記プリズム（３２；１３２）の前記厚みが変化する方向に対して直角
に延びる方向（Ｙ）に対して平行に配置されることを特徴とする請求項４、及び請求項８
及び請求項９のいずれか１項に記載の照明システム。
【請求項１１】
　第１のストリップ（６２Ｘ）が、前記光をＸ－Ｚ平面の複数の方向に回折させ、第２の
ストリップ（６２Ｙ）が、該光をＹ－Ｚ平面の複数の方向に回折させることを特徴とする
請求項８から請求項１０のいずれか１項に記載の照明システム。
【請求項１２】
　前記第１のストリップ（６２Ｘ）は、遠視野で前記Ｘ方向に双極分布を発生させ、前記
第２のストリップ（６２Ｙ）は、該遠視野で前記Ｙ方向に双極分布を発生させることを特
徴とする請求項１１に記載の照明システム。
【請求項１３】
　前記ストリップ（６２Ｘ、６２Ｙ）の幅は、個々のストリップ（６２Ｘ、６２Ｙ）を通
過する前記光が、前記少なくとも２つの位置（ＰX、Ｐ-X、ＰY、Ｐ-Y）のうちの１つに重
ね合わせられた時に優先偏光方向を有するように選択されることを特徴とする請求項８か
ら請求項１２のいずれか１項に記載の照明システム。
【請求項１４】
　前記ストリップ（６２Ｘ、６２Ｙ）の前記幅（ｗ）は、通過する前記光ビームの前記偏
光状態が周期的に変化する周期の半分に等しいことを特徴とする請求項１３に記載の照明
システム。
【請求項１５】
　前記ストリップ（６２Ｘ、６２Ｙ）の前記幅（ｗ）は、個々のストリップ（６２Ｘ、６
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２Ｙ）を通過する前記光が、前記少なくとも２つの位置（ＰX、Ｐ-X、ＰY、Ｐ-Y）のうち
の１つに重ね合わせられた時に少なくとも本質的に直線偏光されるように選択されること
を特徴とする請求項８から請求項１４のいずれか１項に記載の照明システム。
【請求項１６】
　前記ストリップ（６２Ｘ、６２Ｙ）は、ストリップ（６２Ｘ、６２Ｙ）を通過する前記
光が空間コヒーレントであるほど小さい幅（ｗ）を有することを特徴とする請求項８から
請求項１５のいずれか１項に記載の照明システム。
【請求項１７】
　前記光源（２６）としてエキシマレーザを有することを特徴とする請求項１から請求項
１６のいずれか１項に記載の照明システム。
【請求項１８】
　前記ストリップ（６２Ｘ、６２Ｙ）は、０．５ｍｍよりも狭い幅（ｗ）を有することを
特徴とする請求項１６及び請求項１７のいずれか１項に記載の照明システム。
【請求項１９】
　前記ストリップ（６２Ｘ、６２Ｙ）は、０．２５ｍｍよりも狭い幅（ｗ）を有すること
を特徴とする請求項１８に記載の照明システム。
【請求項２０】
　微細構造構成要素を生産する方法であって、
　ａ）請求項１から請求項１９のいずれか１項に記載の照明システム（１２）を有するマ
イクロリソグラフィ投影露光装置（１０）を準備する段階と、
　ｂ）前記照明システム（１２）でマスク（１４）を照明する段階と、
　ｃ）前記照明されたマスク（１４）を感光層（２２）上に投影する段階と、
　を有することを特徴とする方法。
【請求項２１】
　請求項２０に記載の方法によって生産される微細構造構成要素。
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